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基板上のグラフェンの過渡吸収を測定し、信号強度、時間応答、励起光強度に対す
る非線形性を詳細に明らかにする。サンプルの大きさは5mm角程度でガラス基板に
固定して測定した。サンプル数は5個程度であった。時間レンジ :励起直前~
数ps(10fs間隔 )で測定した。

実験
Experimental

増幅チタンサファイアレーザー光源の基本波を励起光(波長800 nm)、光パラメトリッ
ク増幅器で得た波長変換光をプローブ光(波長850 nm)とし、透過配置の過渡吸収光
学系で実験を行った。励起とプローブの偏光関係は直交であった。0.5mW~10mW
の励起光強度範囲で、測定した。

結果と考察
Results and Discussion

正の過渡吸収および負のブリーチング信号が1ps以内に続けて観測され、1ps以降
の信号値はほとんどゼロであった。励起光強度に依存して、約0.1~10%の範囲内の
過渡信号が非常に高い精度で得られた。過渡信号の特徴は、基板上グラフェンの特
性に依存していた。観測された高速応答と励起光強度依存性の結果は、今回の試料
およびその関連物質が、光・光スイッチングとしての利用に期待できることを意味
する。
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